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688748-2026 - AlaywVvIONOG

EABeTia — ESoTAIoN6G epyaoTnpiakdg, oTrTIKOG Kal akpifeiag (EkTdg atrd yuaAid) — Un
équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie

OJ S 193/2026 06/10/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG
AyaBd

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: EPFL-Scientific Equipment
Email: jerome.butty@epfl.ch
Nouikr) yop@r) ayopaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTtnpidtnTa TNG avabétouoag apxng: Exkraideuon

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Mepiypaen: L'EPFL a l'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive
de métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également & comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contrble de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 16fee67d-11ee-4550-bd8f-a43ef8582e0d
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtrpag NG aupBaong: Ayabd
Kupia tagivopnon (cpv): 38000000 EEOTTAICUOG £pyaoTnEIAKOG, OTITIKOG Kal akpIREiag (EKTOG
aTTd YUaAid)

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MéAN: Lausanne
TayxudpouIkog kKwdIkag: 1015
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Vaud (CHO11)
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Xwpa: EABeTia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPOYOpIces: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés
publics pour des prestations en Suisse uniquement a des adjudicataires qui garantissent le
respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et I'égalité
de salaire entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s’inscrire sur le
serveur www.simap.ch et télécharger elles-mémes le cahier des charges et ses annexes, a la
méme adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de I'avancement du projet et de la
disponibilité des crédits. - Afin de garantir I'actualité de l'information et I'égalité de traitement
entre les soumissionnaires, seuls les documents remis aprés la date de publication de I'appel
d'offres sur le serveur www.simap.ch seront pris en considération dans I'évaluation des offres.
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Mepiypaoen: L'EPFL a I'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive
de métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également a comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contréle de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.

5.1.1. ZkKomog
XapakTrpag NG ouppBaong: AyaBad
Kopia tagivounon (cpv): 38000000 EEOTTAICUOG £pyaaTnPIaKOG, OTITIKOG Kal akpIREiag (eKTOG
atrd yuahid)
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Voir cahier des charges.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
M6éAN: Lausanne
TaxudpouIkog Kwdikag: 1015
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Vaud (CHO11)
Xwpa: EABeTia
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5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tlevikég TTAnpoOYoOpiEg
Kat’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £XEI avaTeDEi n eKTEAEON TNG CUPPBAONG: Agv €xEl AKOUN TTPOCOIOPIOTEN
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAZ): val

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon: Critéres d’adjudication
Mepiypagr TNG ueBGOOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYoTToIEiTal €AV n 0TABUIoN eV UTTOPEI va
eKQpaoTei Pe KpITApla: Les critéres d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocwyv
H mTpéofaon o€ opiopéva £yypaga tng cUPBaAcng gival TTEPIOPIoUEVN
MANpoQOpPieC OXETIKA YE TA TTPOCTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTtal oTn dielBuvaon: https://www.
simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
Ovopagoia: Simap.ch

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdocewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: ETiTpéTTeTAl
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
ayyAIka
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: ETiTpéTTeTal
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapalafng Twv TTpoaopwyv: 12/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTikiRg Eupwtrng
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 160 Huépeg
‘Opoil Tng oupuBaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €xel akOUN TTPOOBIOPIOTEI
Opol oxeTIka pe TNV ekTéAeon TG aupPBaong: Plus d’informations dans la publication officielle
sur simap.ch
HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
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Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnoipoTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val
XpnuaToolkovopikég puBpioelg: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Tribunal administratif fédéral
IMAnpo@opiec OXeTIKA e TIG TTPoBeauieg eTavetéTaong: Voies de droit Conformément a l'art.
56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre
attaquée, dans un délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal
administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le
mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter
la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la
présente décision et les piéces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont
disponibles. Conformément a l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la
procédure administrative (PA) relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
ouppBacewv: EPFL-Scientific Equipment

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emrionun ovouacia: EPFL-Scientific Equipment
ApIBudg kataxwpliong: 592b5d3c-c54e-4d61-a5eb-3ad0bb962925
Taxudpouikr) dieuBuvon: EPFL AVP-CP ECO Bl A2 447 (Batiment BI) Station 7
M6An: Lausanne
TayxudpouIkog kKwdikag: 1015
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Vaud (CHO11)
Xwpa: EABeTia
Email: jerome.butty@epfl.ch
TnAépwvo: +41216931111
PéAo1 auTtoU Tou opyaviopuou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
oupBacewv

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaocia: Tribunal administratif fédéral
Ap1Bu6g karaxwpiong: BVGER
Tayudpopuikn dieuBuvon: Postfach
MoéAN: St. Gallen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 9023
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia
Email: info@bvger.admin.ch
TnAépwvo: +41584652626
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HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bvger.ch
PéAo1 autoU Tou opyaviououU:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Simap.ch
Ap1Bu6g kataxwpiong: CHOO1
Taxudpouikr) diguBuvon: Holzikofenweg 36
MoAn: Bern
TaxudpouIikog Kwdikag: 3003
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia
Email: support@simap.ch
TnAépwvo: +41584646388
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
P6Ao1 autoU Tou opyaviouoU:
TED eSender

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwplioTiké/Ekdoon TTpokipung: c2992473-dbe 1-4f6b-b658-8054d08e4e61 - 01
Eidog evtutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApung: Mpokrpugn ouppBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng mpoknpuéng: 03/10/2026 02:25:50 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng

FAwooeg oTIg oTToieg dlaTiBeTaI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YAAAIKA, YEPUAVIKA
ApiBudg dnpoaoicuong TnG TTpoknRpugns: 688748-2026

ApIBu6G TeUoug EE S: 193/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 06/10/2026
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